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El presents invento se refiere a composiciones
acuosas de revestimiento éprupiadas para ser utilizadas
en un procedimiento de galvanoplastia,

En la operacidn de revestimiento de articulos

S. ‘eléctricamente conductores mediante galvanoplastia, se
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sumerge el artfculo como electrode en un bafio acuoso de
composicién de revestimiento y se hace pasar una corriepn
te eldctrica entre el articulo y un slsctrodo opuesto que
se sncuentra en contacto eléctrico con el bafio, E1 arti-~
culo a ger revestido constituye, por lo general, el ano-
do del ecircuito eldctrico, y el electrodo opuesto es el
catodo, y en estas circunstancias la composicidn de reves
timiento ha de contener comunmente una resina de &dcido
policarboxilico come ligants para el revestimiento a ser
slectrodepositado.

A fin de que el ligante de resina de acido poli-
carboxilico pueda depositarse en el anodo cuando se hace
pasar una corriente eléctrica, deberd encontrarse en for
ma establemente dispersada en la composicidn acuosa de

revestimisnto, y al menos en forma parcialmente ioniza-

-da. El grado de ionizacidn de la resina necesario para

una deposicidn satisfactoria y la estabilidad necesaria
para la dispersién de la resina, se obtiens-.nsutralizan
do al menos parcialmente & ésta con una base fuerte, Las
basealfuertes epropiadas incluyen aminas halifdticas ta-
les como trietilamina y dletanolamina, as{ como alcalis

cdusticos tales como hidrdxido de sodio.

De acuerdo al presente invento se provee una com
posicidn acucsa de revestimiento que comprende una base
débil que tiene un exponente de disociacidn (pKb) mayor
que 7 y un ligante de resina de decido-policarboxilico al
menos parcialmente neutralizado con una base fuerte que
tiene un exponente de disociacidn (pKb) inferior a 6,

Con la expresidn "base fuerte" sé desea expresar

una base-capaz de ionizar al menos parcialmente los gru-



10.

15,

20,

~)
a o
-

30.

pos carboxilo del ligante resinouso para dar una dispersidn
acuosa estable apropiada para un proceso ds.galvanoplas-
tia, La dispersidn estable puede sef, por ejemplo, una sg
lucidén aparentemente real o coloidal, una emulsidn, o u-~
na dispersidn de pequefias partfculas visibles,

En general, dicha base ha de tener un exponente de
disociacidn (pKb) inferior a 6; significédndose por exponen
te de disociacidn la expresidn ~10910Kb'en donde K, es la
constante de disociacidn de la base medida en agua a 259

c. g
Las bases fuertes apropiadas incluyen los dlcalis

cdusticos, tales como hidréxido de sodio e hidréxido de
potasio} aminas halifdticas primarias y secundarias dis-
persables en agua, por ejemplo metilamina, etilamina, pro
pilamina, butilamina, dimetilamina, dietilamina, dipropi~
lamina y dibutilamina; aminas - alifdticas terciarias tales
como trimetilamina, trietilamina y tripropilamina, aminas
halifdticas hidroxisubstituidas tales como monoetanoclami-
na dietanclamina, trietanoclamina, moncisopropanclamina,
di~isopropanclamina; y aminas ciclicas tales como morfo-
lina, pirrolidina y piperidina, Pueden smplearse tambidn
mezclas de bases fuertes. _

Como "base debil" se eXpresa una base que tiens
un exponente de disociacidn (pKb) mayor que 7 y general-
ments inferior a 12, Se prefieren aquellas bases débiles

que tisenen un exponente de disociacidn comprendido entre

8-y 10,5. La base débil ha de tensr un efecto muy reduci-

do en la ionizacidn del ligante de resina de 4cido poli-
carboxilico dispersads 'y de tal manera, bajo las condicio=-

nes preferidas de pH para la electrodeposicidn de la re=-
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sina, es decir sntre pH 7 y 9, el grado de ionizacidn
Qe la resina y el pH de la dispersidn que contiene 8l
ligante seréd esencialmente determinada por la concen-
tracién de base fuerte,

En general, cuando el pH de una dispersidn a--
cuosa de resina de dcido policarboxf{lico es ajustado a

pH 8 mediante una base fuerte, la adicidn subsiquiente

‘de la base débil definida, en una proporcién que es quf

micamente squivalente a aquella de la base fusrte pre-
sente, no afectard el pH de la dispersidn en up grads
superior a 0,5 por unidad de pH, y en general en una
proporcidn considerablemente inferior a 0,5 de unidad
pH. A fines comparativos, la adicidn de una cantidad e-
quivalente de una base fuerte incrementard el pH en va-
rias unidades, por ejemplo de un pH B a un pH 12 y adn
superior, £n la préctiba el pH del bafio para galvanoplag
tia, y que es la caracteristica de dste mds fdcilmente
controlada Eara obtener una actuacidn satisfactoria, no
resulta afectado de manera significativa por la presen=
cia de una base débil, y puede ser fécilmente controla-
do dentrao de los limites deseados, mediants un control

.de la proporcidn de bass fuerte présente en una composi

cidn de relleno y la eliminacidn de la basa libre an el
bafic a medida gue ocurre el recubrimiento.

La base débil deberd ser soluble en sl ligante
de resinas de dcido policarboxilico cuando se deposita
en el substrato anddico, pués se ha encontrado que la
mejora ea los revestimisntos producidos por electrode-
posicidn solo se obtiene cuando la pelicula depositada
contiene una .proporcidn de la base débil. Una bass que
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no és soluble en el ligante resinosc que comprende el ra
cubrimiento no es (til en el invento.

Las bases débiles particularmente apropiadas que
tiensn un pKb comprendide entre 8 y 10,5 y que son sclu=-
bles en resinas policarboxilicas depositadas, son bases
nitrogenadas aromdticas tales como derivados de anilina,
por sjemplo, N-metilanilina (9,2), N,N~dimetilanilina (8,
8), o-toluidina (9,6) y las anilinas substituidas por ha
logeno en el anillo; y compuestos eterocfclicos contenien
do nitrdgeno de cardcter aromdtico tales .como piridina (8,
8)y %=, @~ ¥ y-picolina (8,0 - 8,8), guinolina (9,1), isp
quinolina y acridina,.

La quinolina constituye una base débil preferida
puesto que se consigue Féc;lmeqte, no se volatiliza con
rapidez de la composicidn y provee las mds Gptimas de las
me joras descriptas a continuacidn. )

También pueden emplearse mezclas de cualquiera de
las bases déhiles.

Los ligantes de resina de dcido policarboxilico
que pueden emplearse en las composiciones de recubrimisn-
to de este invento, incluyen aceites maleinizadds, por e-
jemplo aceite maleinizado de lino y aceite maleinizado de
tung; resinas alquidicas preparadas a partir de aceites &g
cantes y semisecantes; ésterss de policles y epéxidos con
dcidos grasos de aceite secante y semisecante, inclﬁyendo
los ésteres de los éteres diglicidilos del difenilolpropa
no y de polioles tales como trimetilolpropanc y pentaeri-
triol; y polimeros de adicidn preparados a partir de mong
meros al menos uno de los cuales proves uno o mds grupos
carbox{licos por molécula de polimerc. Los ligantes de re
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sina particularmente apropiados incluyen ésteres epdxi-
dos preparados por esterificacidn de upa resina epoxi -
con un dcido graso de aceite secante tal como aceits de
castor deshidratado, dcidos grasos de aceite de tung o
aceite de lino, y con un dcido graso de un aceite sscan-
te malsinizado tal como dcido grasc de aceits de lino ma

leinizado o dcido graso de aceite de tung maleinizado,

tales como aquellos descriptos en la patente b;iténica né

1.069.841; y polimeros de adicidn degradables preparados

por copolimerizacidn del dcido acrilico o metacrilico con

comondmeros tales como los acrilatos y metacrilatos de
alquilo Cl_lag estireno y sus andlogos, acrilatos y'metg
crilatos de hidroxialquilo y las amidas del dcido acri-~
lico y matacrilicp, por ejemplo aquellas descriptas en
la patente britdnica n? 973,569 ‘

Pueden emplearse mezclas de resinas del dcido po
licarboxilico, y la resina puedectambién ser combinada
con un agente degradants dpropiada, por ejemplo una resi
na de melamina-formaldehido altamente esterificada, o u-
na resina de fenol~formaldehido gque puede calentarse con

la resina de dcido policarboxf{lico, para producir un re=-

cubrimiento mds durabls luego de la electrodeposicidn,

S8 ha encontrado que pueden producirse recubri-
misntos electrodepositados medianté las prssentes compo~
sicionss de recubrimiento, los cuales son normalmente
mds lisos y de aspecto mds satisfactorio, y/o adhesivos,
y/o ds mejor resistencia a la corrosidn de aquellos re-
cubrimientos obtenidos mediante composiciones similares

que no contienen una base débil tal coma definida, Es sa -

bido que la presencia en el bafio de galvanopiastia de a=



5,

10.

15.

20.

30.

- 383599

niones de dcidos fusrtes solubles, tales como aniones
fosfato y sulfato, en ciertas proporciones, pueden ser
responsables des defipiencias tales como aspereza en los
recubrimiehtos electrodepusitados, y ss ha sncontrado
que tales deficiencias quedan eliminadas o disminuidas
cuando se halla presents en el recubrimiento deposita-
do una base débil tal como se ha definido anteriormen-

tse. .
Sin quedar limitado por la siguiente explica-

cidn, se considera que es debido a la pressencia ds una

-.-proporcidn de la bass débil en el recubrimiento formado

durante la electrodeposicidn, le aparicidén de las mejo-
ras que se observan en el aspecto y las otras caracteris
ticas del recubrimiento final obtenido sobre un articulc.
A medida que ocurre la deposicidn de resina de dcido po-
licarboxilice libre en el anodo, se considsra gue se pro
duce en la interfaz entre el recubrimiento y el articulc
un campo eléctrico intenso y una zona de elevada acidez.
Tales condiciones interfaciales, particularmente en pre-~
sencia de los aniones contaminantes arriba mencionados,
no es conductora para obtener una deposicidn continua sa
tisfactoria y ademds es posible que ocurra un ataque &-
cido en el substrato mismo, Este ataque pusde ser parti-
cularmente significativo cuando el substratc ha sido pre
viamente pretratado para mejorar la resistencia a la co-
rrosion y la adhesién del recubrimiento depositado, por
ejemplo mediante aplicacidn de un revestimiento de fosfa
to de zinq. Se ha demostrado que un revestimiento de fos_
fato do zinc sobre un substrato de acers es atacado con

menor facilidad y disipado durante la electrodeposicidn,
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debido a la presencia en la composicidn ds revestimisnto
de una base débil tal como se ha definido anteriormente.
Parece probable qus la base débil presente en el recubrj
miento electrodépgsitado 858 capaz de ionizar'y contrarres
tar, al mencs en algdn grada, las condiciones altamente
dcidas que existen sn la interface, La base débil ioniza-
da bajo estas condiciones pueden sntonces migrar a través
de la pelicula hacia el electrodo opuesto pero serfa re-
convertida a la base libre al llegar a uqé regfén de la
pelfcula donde la base residual fuerte disminuye la aci-
dez., Parece probable que la base débil no disociada ha de
difundirse hacia la interface anddica a fin de que el ci-
clo pueda repetirss, ,

La proporcidn de base fuerte que se emplea en la
composicidn de revestimiento queda determinada porsla a-
cidez de la resina de dcido policarboxilicu y por el pH
al cual se desea efactuar la electrodeposicién; En gene-
ral el pH de, la composicidn en el baflo de recubrimiento
debe ser superior a 6. Preferentemente, el pH se encuen-
tra dentro del orden de 7 a 9, ¥y se ha encontrado gue si
se halla comprendido entre 7,5 y 8,5, este resulta un mar
gen particularmente apropiado para la gperacidén, Los li=-
gantes de resina de dcido policarboxilico apropiados tie-
nen un valor dcido comprendido entre 30 w300, y se ha en
contrado qus a fin dé mantener el pH del bafio de revesti-
mientc dentro del margen preferido, puede ser necesario
neutralizar entre 30 y-100% de los grupos éciqos présentes
en el ligante resinoso. No existe en general ventaja algu
na en emplear bases fuertes en exceso de aquella cantidad

requerida para neutralizar 8l 100% de los grupos &cidos.
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Dado que la base débil tiene un sefecto insignifi

cante en el pH de la dispersidn acuosa y en el grado de
ionizacidn de los grupos carboxilo en el ligante resino-
80, la proporcidn de esta base empleada en la dispersidn,
no tiene efecto significativo en el procesoc totsl de e~
lectrodeposicidn, peroc la proporcidn empleada es determi
nada por la mejora que se desea obtener en el revestimien
to. Adn cuando pueden obtenerse algunas ventajas con nive
les de hasta 6%, se ha encontrado que para obtener una me
Jjora significativa en las propiedades dai recubrimientoy
deberd encontrarse presente una proporcidn de base débil
preferentemente de squivalencia guimica de por lo mengs
102 de los grupos dcido presentes en el ligante de resina
de dcido policarboxilico. Una proporcidn particularmente
preferida de base débil esequella quimicamente equivalen-
te entre el 40 y el 200% de los grupos dcido en la resi-
na.

Preferentemente la base débil es suficientementas
voldtil como para ser subétancialmehbe eliminada durante
la etapa de calentamiento subsigquiente a la slectrodepo-
sicidn, Cuando durante esta subsiguiente stapa de calen-
tamiento debe ocurrir la auto-oxidacidn de los grupos in
saturados de la resina de dcido policarbox{lico, se pre-
fiers en particular que la base sea volatilizada a una tenm
peratura inferior a aquella en la cual ss realiza la au-
to-oxidacidn de manera mds eficiente, pués de otra forma
es posible que ocurra la inhibicidn del proceéo de auto-
oxidscidn., La base débil debe preFarentemente.na ser tan
volatil c.mo para evaporarse an cantidades significativas
del bafio de recubrimiento a medida que éste dltimo ocurre,
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Se ha encontrado que composicionss tenisendo pro-
piedades particularmente mejoradas, son aquellas en las
cuales la resina de dcido policarboxilica se encuentra
por lo menos parcialmente neutralizada con un &lcali cf
ustico y mds particularmente por hidrdxido de potasio,
Estas composiciones, ademds de las ventajas que confieran
por la presencia de una base débil, tienen:ila ventaja a-
dicional sobre las composiciones que contisnen una amina
halifdtica como base fuerte, el hecho de que musstran u-
na resistencia mejorada a los efectos aniones de dcidos
fuertes solubles y son mds fdcilmente depositadas en su-

perficies anddicas indirectamente accesibles al electro-

"do opuesto. Las composiciones que contienen hidrofido de

potasio tisnen una capacidad de rechazo que es sorpren~
dentemente superior a aquellas de las composicionas que

"contienen otros dlcalis cdusticos. p

La base débil puede agregarse a las composiciones
de recubrimiento del presente invento en cualquier etapa
deseada, por sjemplo, pusden agregarse separadamente a
la composicign cuando se sncuentra ésta en un bafio de gaX

vanoplastia antes ¢ durante la operacidn, o a un concen-

trado de relleno que luego se agrega al bafo a medida que

progresa el revestimiento,

Adn cuando el pH del bafic de recubrimiento puesds
manternerse dentro de limites deseados por medios conuen~
cionales a medida que progrssa sl revestimiento, por=ejem
plo separando 81 artfculo anddico y el electrodo opussto
mediante una hembrana de didlisis porosa convencional, se
ha encontrado ventajosc emplear una membrana de material

intercambiador .idnico conforme a la patente britdnica N®
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1,106,979 dado que la base débil, que no actda de manera
significativa en sl procesoc del electrodo principal, se
pierde menos fdcilmente en sl bafio. De esta manera el pH
del bafio de recuprimiento puede ser controlade de manera
ajustada a medida gue ocurre el recubrimiento.en tanto
que se-agrega un concentrads de relleno conteniendo las
mismas proporciones relativas de resina de 4cido policar
box{lico y base fuerte tal como se encuentras presentas
en el bafio, Las composiciocnes de recubrimiento de oste in
vento'pueden ser también empleadas con éxito en un proceg
so de galvanoplastia dende el pH del bafio de recubrimien
to se mantiene dentro de los l{mites deseados a medida
que ocurre el recubrimiento, agregando las composiciones
en forma de relleno y que contienen una base menos fuer~

te con respscto a la resina de 4cido policarbox{lico, que

“aquella incluida en el bafic de recubrimiento mismo. En

tal caso la base débil, tal como se ha definido anterior~

mente, puede realizar una ‘funcidn dtil en el concentrado

mismo, por ejemplo puede mejorar la estabilidad de éste.
La composicidn acuosa de revestimiento puede con

tener cualquiera de los aditivos conocidos como Utiles en

ssta técnica, por ejemplo pigmentos, dispersantes de pig

mentos, plastificante, liquides orgdnicos y aditivos si~
milares que mejoran la estabilidadide la dispsrsidn y/o
modifican el preceso de electrodeposicidn.

El invento queda ilustrado en los siguientes ejem
plos, donde las partes y porcentajes se expresan en peso

a menos dque se indique lo contrario,.
Ejemplo 1

Se prepard un copolimero acrilico que tiene la
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composicidn dcido acrilico/metacrilato de hidroxietilo/
metilmetacrilato/2-etilhexil acrilato/estirenc 6/9/40/
30/15/ y de un valor dcido de 45 mg KOH/g en isopropanol

que tenfa un contenido del 60% en peso de $dlidos, La a
cidez del copolimero se neutralizd hasta el 609 con una

solucidn acuosa de hidrdéxido de potasio al 20% en peso

(pkb = inferior a 2) y la solucién de copolimero se di-
luyd hasta un 55% en peso de sdlidos con agua desminera
lizada. Este producto se pigmentd con didxido de titanio-
rutilo para llegar a una caoncentracidn v&lumétrica de
pigmento del 8%, combinado con 40% en peso basadc an el
copolimero de una resina butilada de melamina-formalde-
hido altamente esterificada, diluyendo al 10% de sdli~
dos totales con agua desmineralizada,

La pintura resultante fué electrodepositada a
150 voltios sobre un panel de acero pretratado con fos-
fato durante un perfodo de tiempo suficiente como para
obtensr un espesor de pelfcula de 25 micrones al cabo de
un horneado a 1808C, El pH de la pintura se mantuvo aprg
ximadamente en 8 mediante el procedimisnto de la patente
britdnica 1,106,979, Cuando la pintura empleada para la
electrodeposicid n contenfa 2,5 mili-equivalentes/litro
de aniones de dcido fuerte determinades por titulacidn,
la pelicula en el panel horneado se encontrada descolorea
da y tenfa una superficie dspera indeseable.

Se trataron individualmente cinco porciones de
1000 g(a) - (e) de pintura preparada de la manera ante-
riormente descripta, con una cantidad de una base débil
quimicamente equivalente a aproximadaments 150% de la a-
cidez de la resina, de la manera siguiente:
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(a)  o-toluidina (pKb = 9,6) 6,6 g.

(b)  N-metilanilina (pkb = 9,2) 6,6 g.

(e) N N-dimetilanilina (pKb = 8,8) 76,5 g.

(d)  piridina (pKb = 8,8) 5,0 g.

(8) quinoline (pkb = 9,1) 8,2 g.

Las pinturas tratadas fueron individualmente e-
lactrodep051tadas scbre un panel de acero fosfatado de
la manera anteriormente descripta. Adn cuando la pintura
conten{a 2,5 mili-equivalentes/litro de anidn de dcido
fuerte, todos los paneles eran lisos y no mostraban nin-
guna aspereza aspciada a la pintura gue no contenia los
aditivos de base débil, Los recubrimientos en los pane-
les preparados con las pinturas (a), (b) y (c), se halla
ban ligeramente coloreados en cambio aquellos de las pin

turas (d) y f{e) eran blancos y estaban libres de descolo

. l‘aCiénc

E jemplo 2

Una resina de éster époxido preparada conforme
al Ejemplo X de la patente briténica n? 1,069,841 pero
cuya acidez se hallaba neutralizada al 60% con una solu-
cién acuosa de hidréxido de potasioc al 20% en peso, se
pigmentd con una concantraciénvvolumetrica de pigmento
a 60% de uma mezcla de dxido de titanio rutilo/dxido rg
jo 4: 1 y diluida luego al 12% en peso de contenido de
solidos con agua desmineralizada. La pintura resultante
se elactrodepositd a 230 voltios sobre un substrato de
aluminio para proveer una pelicula que tenia un micrdn
de espesor al cabo de un horneado a 1659C, El pH:ifué
controlado en spoximadamente 8,0 tal como en el Ejemplo
1. La pintura horneada resultd insatisfactoria debido a
porciones dsperas en el recubrimiento en contraste con

la pintura horneada muy satisfactoria que fué obtenida

-
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sobre substratos de acero y acero fosfatada.

Cbando se agregd piridine 6§ quinolina a porciones
sgparadas de la pintura preparada en la mansra descripta
anteriomente, y en una proporecidn quimicamente equivalen-
te al B8 y 53% respactivamenta de la acidez de la resina,
y la pintura fué electrodepositada sobre un substrato de
aluminio tal como descripto anteriormente, los revestimiem

tos horneados se sncontraban completamente libres de por-~
ciones asperas, '

Ejemplo 3 )

En este L jemplo se ilustra el efecto de una base
débil en disminuir la accién de un contenido incrementado
de anion de 4cido soluble fuerte sobre la aduacidn de un
bafio de slectrodeposicidn qus contiene una base indrganica
fusrte,

Sa prepard una pintura (a) de la manera descripta
en el Ejemplo 1, siendo neutralizada al 60% con hidrdxido
de potasio, Una muestra similar de pintura {b) fué tam-
bién neutralizada al 60% con hidréxido de potasio y lue-
go ulteriormente tratada con una proporcidn de quinolina
quimicamente equivalente al 15C% de la acidez de la resi-
na., Se slactrodepositaron una serie de revestimientos a
15C voltios sobre paneles de acero fosfatado a partir ds
porciones de las pinturas (a) y (b) para formar un espesor
de 25 micrones en cada caso, y en la presencia de porcioc-
nes incrementadas de aniones de dcido fuerte solubles de
la manera siguiente:
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Pintura Anién de 4cido fuerte Aspecto del panel re-
mili-equivalentes/litro vestido

(a) . - 0 Liso; blanco

(a) 2,5 Superficis dspera~desco-
lorsada ’

(b) 0 Liso; blanco

(b) . 2,5 " "

(b) 3,5 - " "

(b) 4,5 " "

(b) 5,5 L.

(b) 645 Alguna aspereza; alguna
descoloracion

Ejemplo 4

En este ejemplo la base fuerte es una amina halifdtica,

Se prepard una pintura (a) similar a aguella des-
cripta en sl E£jemplo 1, excepto qua el copolimero acrilico
tenfa la composicidn dcido acrf{lico/metacrilato de hidroxie-
tilo/metil-metacrilato/2~etilhexilacrilato/estirena = 6/18/
27/34/15 y un valor acido de 45 mg KOH/g, la acidez del co-
polimeroc siendo neutralizada al 60% con dietanolemina, Una
muestra similar de pintura (b), neutralizada al 60% con dig
tanolaminay fué tratada ulteriormente con una proporcidn
de quinolina quimicamente equivalente al 50% de la acidez
de la resina. Se electrodepositaron recubrimientos a 150
voltios sobre una seris de paneles de acerc fosfatado a
partir de porciones de las pinturas (a) y (b) para formar
un espesor de 25 micrones en cada caso y también en presen
cia de proporciones incrementadas de anidn de dcido fuerte

soluble, de la manera siguients:
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Pintura Anidn de dcido fuer Aspecto del panel reves—.
te mili-equivalen- tido
tes/litro
(a) 0 Lisoy blanco
(a) ' 2,5 ’ " "
£a) 3,5 Superficie dspera; desco
) : loreada -
(b) 0 Liso; blanco
(b) 2,5 n "
(b) ’ 3,5 " n
(b) 4,5 u n
(b) 5,0 ~ Alguna asperezaj alguna
descoloracidn
Ejemglo &

Este ejemplo ilustra el efscto de la presencia de
una base débil durante la electrodeposicidn sobre un subs
trato de fosfato de zinc, ,

Tres.paneles de acero con una superficie de 200:-¥cm2
cada uno revestido con aproximadamente 50 mg de fosfato de
zinc ("Bonderite" 37; "Bonderite" es una marca regristra-
da) se recubrieron mediante slectrodsposicidn con composi-
ciones separadas no pigmentadas y conteniendo cada una 10%
en peso de una resina preparada conforme al Ejemplo 2,
| Estas composiciones (a), (?3, (e) fueron idénticas
excepto que (b) contenfa 5% en peso adicional de anilina
basado en el peso de la rasina y (c) contenia 5% en peso
adicional de piridina basado en el peso de la,resina,

Los revestimientos depositados fueron separados
de los paneles con metil etil cetona y luego dichos pane-
les se pesaron. » ’ )



La pérdida en peso del fosfato de zinc fud: (a)
12,8 mg, (b) 7,6 mg y (e¢) 7,6 mg.

NGTA

Descrita suficisntemente la naturaleza del inven-~
to, as{ como la manera de realizarse en la prédctica, de~
5. be hacetse constar que las disposiciones anteriormente in-
dicadas son suceptibles de modificacidn de detalle en cuap
to no alteren su principio fundamental., También se hace
constar que el invento corresponde a una solicitud de Pa-
tente presentada en Inglaterra con el ndmero y fecha si-
10. guiente: 44777/69 de 10 de setiembre de 1.969, acogiéndose
por lo tanto a los beneficios que conceden los Conveniocs::
Internacicnales en vigor, siendo lo que constituye la esen
cia del referido ipvento y per lo que se solicita una Pa-
tente de Invencidn por 20 afios en Espafia sobre: PRCCEDI-
15, 'MIENTC PARA LA OBTENCION DE COMPUSICIONES. ACUOSAS DE RE~
VESTIMIENTO UTILES EN PROCESOS DE ELECTRODEPOSICIGN; carag
terizdndose por lo siguiente:
1.2 Procedimiento para la obtencidn de composicie-
nes acuosas de revsstimiento dtiles en procescs de electro-
20. degosicién, caracterizado porgue comprends mezclar una ha-
se débil que tienme un exponente de disociacidn (pKb) supg
rior a2 7, con un: aglutinants de resina ds 4cido policar-
boxilico por lo menos parcialmente -heutralizado por una ba
se fuerte que tiene un exponente de disociacidn (pKb) in-
25, ferior a 6. ‘ . '
28, Procedimiento segdn la reivindicacidn 1, carac

terizado porque la base fuerte es un dlcali cadstico

32, Procedimiento se,in la reivindicacidn 2,carac-
277terizado porque eldlcali calstice es hidrdxido potdsico,

4%, Procedimiento segdn la reivindicacidén 1, ca-

f/ racterizado porque la base fuerte es una amina alifdtica
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dispersable en agua.

58, Procedimiento segdn cualquiera de las rei-
vindicaciones anteriores, carackerizado porque la basg
fuerte neutraliza del 30 al 100% de los grupos 4cido en
la resina de dcido policarboxilico, .

62, Procedimiento segin cualquiera de las reivip
dicaciones anteriores, caracterizado porque la base dé-
bil es quinolina, _

72, Procedimiento segin cualquiera de las rej-~
vindicaciones anteriores, caracterizado porque se encuepn
tra pressente una proporcidn de base débil quimicamente
equivelente a 40-200% de los grupos dcido en la resina,

88. Procedimiento segln cualquiera de las reivip
dicaciones anteriores, caracterizado porque .la resina
de dcido policarboxilico es un copolimero acrilico.

98, Procedimiento segin cualquiera de las reivip

‘dicacidnes 1 a .7, caracterizado porque la resina de dci.

do policarboxilico es un dster epoxi.

102, Procedimiento para la obtencidn de composi-
ciones acuosas de revestimiento utiles en procesos de

electrodeposicidn, tal y como queda sutancialmente des—
critec en la presente Memoria,

Esta Memoria consta:de 18 hojas escritas a mdqui
na per una scla cara,

madrid, 21 0CT. 1970
"IMPERIAlY EHEMICAL INDUS-
‘TRIES LIWITED.

AE7/ACEBO Y MODEY
mdhc: A. GARCIA BRAVO
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